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Abstract of D £42401 41 

Radiation-potymerisable photoresist compsn (I) contains a polymeric binder (II); an ethylenicaliy 
unsatd cpd. (Ill) undergoing addn polymerisation; a leuco dyestuff (IV); a hexaaryf-bisimldazole free 
radical Initiator cpd, (V) activated by radiation; and a visible and/or IR-sensitising dyestuff (VI). The 
novel features are that (a) (I) also contains a UV-absorbing free initiator (VII) of the aromatic carbonyl 
cpd, class: and (b) (VI) sensitises (V) only for visible and/or IR light USE/ADVANTAGE - (I) Is used for 
making etch, electroplating or solder resists and also for making a dyestuff mark on circuit boards. In 
an example, a PET film was given a 25 micron (dry) coating with a soln, of 56.45 g methyl 
methacrylate/acrylic acid/hydroxypropyl methacrytate/t-butyl-amino-ethyl methacrylate/N-t- 
cytylacrylamide (34/1 a/6/4/40) copolymer, 4.0g methyl methaaylate/ethyl acrylate/acryllc acid 
(71/17/12) copolymer, 10. Og Methylene glycol dimetnacrylate, 20 Og trimethylpropane triacrylate, 1 .0 g 
bis (2-(2-chk>rophenylM,5-dlphenyllmidazole), 0,4 g teuco Crystal Violet. 0.15 g 2-(5-methoxy-1-oxo- 
irKtene)~2K1 A3^rimethyi- indote>dlmeth>n merocyanine and S.Og 2,2Hdimethoxy-2- 
phenylacetopnenone in 400 g MeOH/Ch2Ct2 (7/93). This was laminated with a Cu plate, then the PET 
film was removed- The material was exposed for 60 s with 400 - 500 nm light In contact with a mask 
with a mark (as transaparent imaged giving a violet Image on a yeltow ground. It was then exposed for 
60 s with 340-380 light through a circuit mask (as transparent Image) Development with 1% NaC03 
soin. gave a resist with high resolution. 
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Beschreihung 

Die Er-f inciting betrlfft em durch St rah lung polymer isterbares photoresist-Material unci ein Verfahren zur 
Erzeugung eines gckennzeichneten Resistbiides. 
5 Zur HersteHung von Leiterplatten werden sowohl fltfssige, photohartbnre Resistmaterialien ats auch vorzugs* 
weisc durch Strahlung porymersierbareTrockenrestofilme eingesetzt 

Trockenresistfilme und Verfahren zur Herstellung von LeiterpJatten unter Verwendung soicher Trockenre- 
sistfilme sind z* B. a us den Patentschriften US 3.469,982 und US 3,547,730 bekannt. Die Trockenresistfilme 
besitzen eine Sandwich-Stniktur mit einer photooolymersierbareri Schicht, die zwischen einera tcmporareri 
>o Trager und einer Deckfolie angeordnet ist» 

Die photopolymerisierbarc Schicht besteht im wesentKchen aus einem polymeren Bindcmittei, einer ethyle- 
nisch ungesattigten. addirionspolymersterbaren Verbindung und einem InHiatorsystem, das Uber elne Radikal- 
verbindung die Photopolymerisation auslOsL 

Da es vorieilhaft ist, nach dem Belichtungsschritt das auf bclichtete Schalmugsmustcr visuell koturollieren und 
15 bcurteilen zu konnen, wird tlbHcherweise ein Print-Out Far bstof fbild dadurch erzeugt, daO der photopolyrneri- 
sierbaren Schicht ein Leuko-Farbstof/zugesetzt wird, der durch die bei der Bclichtung gcbildeten Radikaie zum 
Farbstoff oxidiert wird. 

Die Erzeugung von Print-Out'Bildern in photopolymerisierbaren Zusarunteosetzungen ist au B. aus der 
EP 00 24 629 bekannt, die cin Gemfsch aus einer Hexaaryl-Bisimidazol- Verbindung, einem Leukofarbstoff, einer 
20 ethylcnisch ungesattigten, additionsporymerisierbaren Verbindung und vorzugsweise einem Bindemittel be- 
schreibt. 

Es ist auch bekannt, die spektrale Empfindlichkeit der Hexaarylbisimidazole, die im allgemetnen bei Wellen- 
Wngen unter 400 nm absorbiercn, auf Ifingere Wellenlangen des sjehtbaren Spektrums auszudehncn. Das dcut- 
sche Patent 21 33 515 nennt cine Reihe hierfur gecigncter ScnsibilisatorcrL 

IS Zur Herstellung von Leiterplatten mit Hilfe solcher Photoresistmaterialien wird nach Abziehen des temporSL- 
ren Tragers die photopolymertsierbare Schicht auf ein Substrat Jnminiert, das meist aus einem beidseitig mil 
KupFcr kaschierten Bas'tsmaterial besteht. und mit dem Schahungsmuster belichtet. AnschlieOend wird die 
Deckfolie cntfernt und die uabeKchtctcn Stellen der photopotyrrieriskrbaren Schicht werden in einem geeigne- 
ten Lttsungsmittel ausgewaschen, wodurch die Kupferschicht des Substrats bildmaDig freigeiegt wird> 

30 Nach anschticBcnden Atz- oder Galvanisierprozessen wird die so hergejsieUte Le iter plat te haufig noch mit 
einer LStstop-Rcststschicht geschtitzt. I Tierzu wird ein geetgnetes photopolymerisierbares Resistrnaterial wie 
oben beschricben auf die Leiterplatte laminiert, bildroaOig belichtet und entwickelt, so dafi nun alle Stellen, mit 
Ausnahme der Lotaugen* von einer Resistscroeht Ubcrzogcn sind. Die Leiterplatte wtrd sodann mit elcktroni- 
schen Bauteilen besttickc 

35 FOr den Vorgang des Bcsttlckens ist es vorteilhaft, die Leiterplatte vorher durch cine Beschriftung mit der 
Kennzeichnung der zu montlcrenden Bauteile oder mit andcren (nformationen zu markieren, Dies geschieht 
insbesondere bei Groflserien — vorwiegend in Siebdruckverfahren. Bei KLieinserien \st dieses Verfahren jedoch 
zu aufwendig. Auch ist die Haftung der Farbe auf einer L6tstopschicht mit ihrer giatten OberHScho sowie die 
Widerstandsfihigkeit der Kennzetchnung gegeniibci* den uachfolgenden Verarbeitungsschrittcn oft nicht aus- 

40 reichend und das Aufldsungsvcrmogen feiner Linien begrenzt. 

Daher hat cs nicht an Versuchen gefehit, rationcllere und zuverlassfgere Verfahrcn zu eniwtckcln^ wobei man 
die Trockenf iim^Technologie verwendet. 

So beschreibt die EP 01 57 374 ein Material und ein Vcrfahren, bei dem cine photopotymerisierbare* pigmen- 
tierte Schicht auF die belichtete, ggf, entwickelte Lc^tstopschiclit einer Leiterplatte auflamlnJert, hinter einer 

45 Vorlagc mit den Markierungszeichen beHchtet und an den unbelichtetcn Stellen ausgewaschen wird. 

GemaS EP 02 5t 191 wird ein photocmpfindliches PeeL-A part-Material verwendet, dessen pigmenticrte, pho- 
topolymerisierbare Schicht zwischen einer Deck- und einer Tragerfolie angeordnet ist; durch Beiichtung tritt 
cine Haftungserhohung zur Deckfolie ein, so daB die belichteten Stellen durch Abziehen der Deckfolie von den 
unbelichteten Stellen getrennt werden k6nnen. Das so gewonnene Bild wird durch Lamimeren auf eine Leiter- 

so platte Obertragen. 

Beidcn Verfahren haftet der Nachteil an. daB das Anbringen der Kcnnzeklinung mehrere zusdtzliche Verar- 
beltungsschritte erfordert r denn es werden zunachst wie QbUch die Photoresistschicht und die Lotstopschicht 
aufgebracht fc beHchtet und ggf. entwickelt und dann erst die pigmentlerte Schicht ftlr die Kennzeichnung 
aufgebracht, beitchtet und ausgewaschen bzw. abgczogen, Im Fell des Peel-Apart-MateriaJs kommen noch 
55 Rcgistrierungsprobterae hinzu, da das Bild der Kennzeichntmg separat erzeugt und dann erst auf die Leiterplatte 
Obortragen wird. 

Es ist daher die Aufgabe der voriicgenden Erfindung, ein kennzeichenbares Photorcsistinateria! und ein 
Verfahren zur Kennzeichnung von leiterplatten anzugeben, das beide Funktionen — Erzeugung eines Resfetbil- 
des und Anbringen einer Kennzeichnung — erfQlf t, das daher einfach, schneil und rationeJl anzuwenden ist, cin 
60 hohes Auflosungsvermogen gcwahrlcistct und einc genaue Positionicrung der Kennzeichnung zulaBt. 

Die Aufgabe wird mit einem durch Strahlung polymerisierbaren Gemwch ge!6st»das mindestens 

a) cin polymeres Bindemittel 

b) eine ethylenisch ungesattigte, additions polymerisier bare Verbindung, 
5$ c)einen LeukofArbstoff, 

d) cine durch Strahlung akti vierbare, f reie radikaie bildende Hexaeryl -bisimidavjol- Verbindung und 

e) e'men spcktralcn Sensibilisierungsfarbstoff fur den sichtbarcn uud/odcr infraroten SpektraJbercich, 



2 



PAGE 9/48 * RCVO AT 4/21/2006 3:15:31 AM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-6/39 * DNIS:2738300 * CSID: 1 7039974517 > DURATION (mm-ss):1942 



To: USPTO Page 1 0 of 48 



2006-04-21 07:15:47 (GMT) 



17039974517 From: BINCHI CHANG 



DE 42 40 141 Al 

enthalt. Kcnnzcichnend ist, daft das Gwrnisch zusfttzlich eine Gberwfcgend im UV~Bereich absorbierende, freie 
Radikale bildende Verblndung aus der Klassc der aromatischen Carbonylverbindungen emh&lt und da0 der 
spektraie Sensibilisierungsfarbstoff selektiv nur die Hexaaryl-bisimtdazol-Verbrndung fur sichtbares und infra - 
rotes Licht sensibilizers 

Wekere Ausbildungsformen der ErFmdung umfassen cin durcb Strahlung polymeristerbarcs Aufzeichnungs- 
material nach Anspruch 5 sowie Verfahren zur Aufzeichnung etnes gekennzeiehneten Resistbildes nach den 
Ansprflchen 6 und 7. 

Eine geeignete Zusammcnsetzung fur die lichttnduzierte Bilduug des far die Kennzeiehnung benotigtcn 
Parbstoff s 1st x. 6. in dcr EP 00 24 629 angegeben. Sie entbalt 

— eine Hcxaaryl-bisimidazol-Verbtndung, 

— einen Leuko-Farbstoff; der durch die Im idazory I* Radikale zu eincni Farbstoff oxydierbar isr, 

— eine ethylenisch ungesattigte, addUionspolymerisierbare Verbtndung sowie 

— ggf.oin polyraeres BindemitteL 

Als Hexaaryi-bisimidazole *ind bcsonderS geeignet die Verbindimgen mit folgender Struktur und mit den 
Substttuemen der untenstehenden Tabeile; 
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Far die Ausf Uhrung der Erf tad tins ist es erfdrderlich, die EmpfindUchkeit der Hcxaaryt-bisimidazol- Initiate- 
ren, die $*cn gemao ihrer kurzwelhgen Absorption im weaendichen auf den Bcreich von 255—275 nm und 
300— 375 nm beschrankt, zu langeren Welfenmngeubereichen auszudchncn. HicrfUr kann eine Vielzahl von 
spektralea SensibiUsatoren eingesetzt werden, die z.B. aus US 3*554,753, US 3,563,751, US 3,563,750, US 
4,565,769 und US 4,454,218 bekannt sind. Besonders geeignete SensibiUsatoren sind die in der US 3,652,275 
beschriebenen BisCp-dialkytaminobenzylide^ketone, wie 2,5-bisB[4-(diethylarnino)-phenyi]methyien]-cyclopen- 
tanon und 2^bisIj4-(dieuhylaniino>2-aiethy!phenyt]methyieu]"Cyclopentanon, sowie die in der US 4,162,162 
beschriebenen p-dialkylaminoarylaldehyde, wie insbesondere 2 r 3-dihydro-2-£(2>3 l 6 1 7 tetrahydro-l H,5H-ben- 
zofij]-quinoHzin-9-yl)mcthy!cnc]-lH-mden-l-one. (JQX), 2^-dihydro-5,6-dimethoxy-2^[(23,6,7-tetrahydro- 
lH,5H-benzo[ij]-quinotizm-9-y1)methylene]-lH-inden-:-orte unddi-raethoxy-JDl Die Sensibilisierung fUr Wei* 
Ieniangen Von Qber 500 nm kana rort in der US 4,91/, 977 beschriebenen Farbstoffcti erreicht werden. 

Zur Erzeugung des fur die Markierung erforderHchen slchtbarcn Dildcs werden Leuko-Farbstoffc verwendet, 
d. h. Verbindungen, die durch Oxidation durch die beirn InitiierungsprozeB gebUdeten freiett Radikale in einen 
Farbstoff abergefUhrt werden. Bekannte Leuko-Farbstoffe sind Triarylmethane, Xanthene, Thioxantbene und 
Anthracene. Insbesondere Leuko-Tripheayimethan-Farbsioffe, wie Leuko-Kristallviolett, Lcuko-Malachitgrun 
und TYis[2-metliyI-4-(diethylaniinophenyi)]methan sind geeignete Verbindimgert 

Bei der Auswahl der Leuko-Farbstoffe ist darauf zu achten, daft der gebildete Farbstoff einen m6glichst hohen 
Komrast ^ der Farbe des Resist bildct. Zur IntensMerung der Farboxidation konnen aroma tische Sulfons&urcn, 
wie p-Toiuolsulfonsilure zugesetn werden- 

Ethylcnisch unges^tUgte additionspojyrnerisierbare Verbindungen sind aus der Liieratur, z, B. aus der 
DE 12 10 321 in groGcr ZahJ bekannt, Zu ihnen gehoren die Acrylale und Methacrylate von fedjyienglykol und 
seinen Ofrgomcren mit niedrigem Molekulargewichr. Die Acrylsaure- und Mcthacrylsilure ester vpn Trimethyl- 
propan und Pcntaerythrit werden verwendet, wenn ein hober Vemelzungsgrad erwilnscht ist. im cinzelncn seien 
folgende Verbindungen genannt: 
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Ethylenglykol-diacrytat, Dietrryienglykol-dia<*y)at, Glyzerin-diacrylat, <^* r ^a<^^ 
mcthacrybtJ^Propandlol-dimethacryiat, t^ButantrioNrirnctha^ 

drochiuon-dimcthacryiat, PentacrythrUtetramethacrykt.TrimethyloJ-propantrkcryUt, 1,3-Propandtoi.diacryIat, 
1,5-Pentadiol-dirnethylacrylat, oder die bis-Acrylate und bis-Methacrylate von Polyothylenglykolen mit einem 
Molekulargewicht von 200— 300, im-v~u— k.™« 

Als Bindeminet konnen alle bekannten wasserunlSslichen, in waBng alkabschen Ldstmgen Idslichen uzw. 

qucllbarenPolymerc verwendet warden* _ . . , 

Derartige BiftdemUte! enthalten meist atkalil6slich machende Gruppen wie SaureanhydrfcK Carboxyl- Oder 
Sulforwaure-Gruppen. im einzelnen seien genannt: Potymere aus Acrylsaure bcztehungswcise Mcthacrytsaurc 
oder dcren Copolymer mit anderen Monomcrcn.wie z. B. Acrylsaureestcr oder andere Acryldenvate, Vlny War- 
bindungen, wie Vinylather, Viny lace tat oder dessen Veraeifungsprodukte, StyroU Vmylpyrrolidon. Butadicn und 
verwarwlte Monomere, PolyacrybauFeanhydride, Copolymerisate von Maleinsftureanbydnd. Maleinsaure. Mal- 
einsaurehaibeste rn, MaleinsHurehalbamiden bzw. Itakonsaurc, mit geeigneten Gomonomeren, wie z. w. ityroi, 

Vinylathern.Vinytacetatenusw,. ^ _ lt m , ^..^j^u 

Die Menge des BinderoiUels bctragt im cllgemeinen 30 -B0 Gew><to bezogen auFdie gesamtan Bestandteile 
des Gemlsches. Zur Verbesserung der Wirksamhelt der Photopolymerisation konnen Comittatoren zugesetzt 
warden, z. B. Thiol*, wie 2-Mercaptoberrethiazol oder 2-Mercaptobcnzoxazol, Amine we N-Pbcnylglyzm, Tri- 
aihanoUmin oder Diathylcyclohexylamin. AuBer den bereits genannten Bastandteden kanndas photop6lymcr- 
sierbare Gemisch noch wetter© Zusatzc enthalten, wie x 0. StabHisatorcn. Farbstoffe, Ptgmente, Weichmacher, 

20 GieBhilfsmitteL fc , „ uj 

Die photoporymerisierbaren Gemische k6nncn nach bekannten Methodcn uuf geeignete Schichttrfiger aufge^ 

tragcnundansChlieQendgetrocknetwerden. . c^m,*.**,-™ 

Geeignete Schichurager sind beispielsweise Papier, Meiaile, Clas und kerarmscne Trager sowte Schichttrager 
aus Kurtctstoff-Folien wie Polyethylen, Polypropyten. Polycarbonat. Polyarnid, Polyester und dcrgleichcn, 

FQr die Herstellung von Trockenresistfilmen wird das photopotymersicrbare Gemtsch auf emen transparent 
ten Schichttrager. vorzugsweisa cine KunststoFF-Folie aufgetragen und ggf. als Decfcfolie eine entfernbare 

ICunststoff-Folie aufiamimert, . > .j^r~ u:~\,~u 

Pas mit dem erfindungsgemaBcn photopolymcrsierbaren Gcmisch hergcstelltc Material besitzt die l«ahigkeit, 

zwei Funktionenzu erfuUen: 

— die BiMungeincs Re«sts fflr die Atz-,Oa)vanisier- oder Lotprozessc und 

— die Bildung eines Farbsroffbildes zur K-ennzeicbnitngder Leltcrplatte. 

Das wird er findungsgemaS dadurch errelcht, daO zwei verschiedenc Initiatorsysteme» die hi imterschiedtichen 
35 Spcktralberewhen aktivicrbar sind. zur Anwendung kommen, und von denen em Initiator vorwiegencl die 
Farbstoffbildung und der andere nur die Potymerisationsreaktion auslosi 

Es war uberraschend. da& die beiden Reaktionen - FarbstofFbildung und Polymensa ion - woitgenend 
getrennt ablaufen kdnnen.denn es ware zu erwartcn gewesen. daD auch die Aniegung des Polymerisations- In- 
itiators im UV-Bereich zu einer Reaktion mit dem Leuko Farbstoff und somit zur Farbstoffbildving fdhrt. 
40 Die Erfindung wird durch folgendc. Bcispiele naher erlautert; 

Beispiel 1 

Methylmethacrylat/ACTyisaur^ 56,4Sg 
45 lat/N*t-Octylacrylamidi (34/1 6/6/4/40VCopo1ymer (AMPHOMER) 

Methylmetha C ry!at/Ethy!acryIat/Acryhaure{71/I7/l2%)(CARBOSB'r625) 4,0 ff 

Triethylenglykol-dimethylacrylat *J» ® * 

Trimethylpropan-triacrylat 1 0 

Hexaaryl'bisimtdazol (f I) ' s 

50 Leuko-Kriatatlviolctt ^'7^ 

5^0CH 3 -FAI (Verbindung 1) g 
2,2-Dimethoxy*2-phenylacetophenon • ° 9 

s< werden in 400 g Methanol/Mcthylencblorid (7/93) gel6st und auf eine Polyethylen^therephthalat -Folio (MY- 
H R) aufgeTralan und getrocknet. so daB slch eine Schichtdicke von etwa 25 pm ergibt, Der Film w.rd mi der 
^otopolymenfierbaren Schtcht auf erne Kupferplatte larniniert und die ^^^^.^^^ 
einer die Kennzeichnung (als transparentes Bild) tragenden Vorlage wird die photopotymersierbare Schicht mit 
Lieht der Wellenlange 400-500 nm (PHILIPS .52-I>uchtstoffrdhren) 60 see belichteL 

» Es entstebt ein vif leltes 8ild auf geibem Mlntargrund Awchliefiend w W c«»e das SchaUung 5 Wd 

rentes Blld) tragenden Vorlage mit dem UV-Licht einer 1000 W Quecksilberdampflampe durch ejn Filter, das nur 
Ucht von! STsSurchtaflt (z, B. Schott UG 2), 60 sec belichtct Nach Ent^tcklung in einer t o/bi g en 
Nattiumcarbonat'L5sung erhalt man ein gekennzeichnews ResUtbild holier Auflosung. 

65 
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Beispie! 2 

AMPHOMER(s. Bsp. 1) 56,0 g 

CARBOSET526 (a. Bsp. 1) 4,0 g 

Triethylengfykol-dimcthacrylat 10, 0 g 

Trirnethylolpropah-triacrylat 20, Og 

HexaaryNbisimidazol (J 1 1) I T 0 g 

Leuko-Knstallviolett 0,4 g 

ETQC (Verbindung 2) 0. 1 5 g 

1-907 (Verbmdung 3) 3,0 g 



10 



werden in 400 g Methaiiol/Methylenchlorid (7/93) geJost Die Mischung wird auf eine Polyethylen-terephthalat- 
folie (PET) aufgetragqn, so daft sieh eine Schichtdicke von Ca- 25 urn ergibt. Von dem erhaUenen Trockenrcsist- 
Film wird Teil A wie im £eispiel 1 weiterverarbeitet Nnch der Entwickhing erhHlt man ein Resistbild, das auf i$ 
orangegclbem Untergrund erne viotette Kennzcichnung tragt. 

Tell B wird unter Sauerstoffzutriu{ohne Deckfolie)95secmit IJcht der WellenlUnge > 400 nm beljchtet, dann 
unter Sauerstoff ausschluB (mit auflarmnierter Deckfolie) ein zweites MaJ 95 sec mit U V-Ucht beHchteL 

Tctl C wird nur 95 sec mit UV-Licht bciichtet 

Teil D wird nicht belichtet. 20 
Mit einem Densitometer werden hinter elnem RotfiJter die Dichten des gebildeten violctten Farbstoffs 

gemessen: 

Probe B: D — 0,85 

Probe C:D 0,25 

Probe D: D « 0,12 23 

Obwoh! aiich duichdie UV-Belichtung aliein eine geringe Farbstoffbildung stattfindet. wird cine kraftige, zur 
Kcnnzeichnung erforderiiehe Dichteerhohimg erst durch die zusatzHche Belichrung mit sichtbarem Licht er- 
reteht. 

Verbindungen 

30 

1 : CH 3 

O CH 3 
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N (CH 3 > 2 
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H30S- <o> - fi - c - n; 
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CH 3 



.... 60 

CH 3 
PatentansprUche 

!. Durch Strahlung polymerisierbares Gemisch zur Erzeugung eines gekcnri2eichneten ResustbUdes. cnthal- 65 
tend mindestens 

a) ein polymcres BindemltteJ, 

b) eine ethylemsch ungesattrgte, additionspolymerlsierbare Verbindtmg. 
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c) einen Leukofarbstof f, 

d) cine durch Strahlung aktivierbare, f reie radikale bildende Hc^aaryl-bisimidazol-Verbindung und 

e) einen spektraten Scnsibih'sienmgsfarbstoff fOr den sichtbaren und/oder infraroten Spektralberclch, 
dadurch gekennzeichnet, dafi das GemJsch zusatzlich mindcstens 

d) eine Uberwiegend im UV-Bereich absorbierende, frcie Radikalc blldende Verbindung aus der Klasse 
der aromatischen Carbonylverbindungen enth&lt und daB der spektrale Sensiblllsicrungsfarbstoff se- 
lektiv nur die Hcxaatyl^bisimidazol-Verbtridung fur sichtbarcs und/odcr infrarotcs Licht sensibiibiert. 

2. Durch Strahlung polymerisierbares Gemisch nach Anspruch. l.dadurch gekennzeicbnet* daQ das Gemisch 

als aromatischc Carbonylverbindung eine Verbindung der aligcmctnen Formel 



?h - C » O - 



C • 
I 

R 3 



*1 



cnthalt, worm Ph substiuriertes oder unsubstituiertes Phenyl,. Rt ~ Wasserstoff, Alkyl, Aryl oder em 
aliphatisch oder cycloaliphatisch substituiertes Amm, R2 und R3 «# Wasserstoff, Alkyl, Aryl, Oxalkyi oder 
Oxaryl sein kann, 

3» Durch Strahlung poJymerisierbares Gemisch nach Anspruch j und 2, dadurch gefcennaicichnet, daB die 
aromatische Carbonylverbindune cine Verbindung aus der (Classe der Benzol nether, alpha -Acyloximester, 
Benzilketale oder Acetophenon-Derivate ist. 

4. Durch Strahlung polymerisierbares Gemisch nach einem der Anspruche 1—3, dadurch gekcnnaeichnet* 
daB die aromatischc Carbonylverbindung ein 2,2^Dimethoxy-2-pheiiyl-acetophenon isU 
5» Durch Strahlung polymerisierbares Aufzetchnungsrnatcrial zur Erzeugung ernes gekennzciehneten Re- 
sistbildes, bestehend aus einem vorzugsweise transparent en, polymeren Schicfmrager, einer darauF aufge- 
brachten, durch Strahlung polymerisicrbaren Schicht und gegebcnenfaHs einer diese abdeckenden, entfern- 
baren Deckfolie, dadurch gekennxcichnet, daB die durch Strahlung poJymerisierbare Schicht em Gemisch 
nach einem der Ansprttche 1 —4 enthmt 

6 + Verfahren zur Erzeugung eincs gekennzciehneten Resistb ildes durch Auftragen eiues durch Strahlung 
polymcrisierbaren Gcroisches nach einem der AnsprUche t — 4 auf eln Substrat bildmHBigc BeHchtung der 
erxeugien Schicht und Entfernen der unbeUchteten Stetlen mit einer Auswasch!6sung dadurch gckenn- 
xcichnettdaD die bildmathge Be Helming 

a) hinter einer erstcn. die Information fiSr die Kcnnzcjchnung cnthultcnden Vorlage mit sichtbarem 
und/oder infrarotem Licht. vorzugsweise unter Saucrstof Fzutritt, und anschlie&ertd 

b) hinter einer zweiten, die Information fur das Schahungsmuster enfchaltendcn Vorlage mit UV~Strah- 
lung k vorzugsweise unter Sauerstoffausschlufi crfoigL 

7, Verfahreu zur Brzeugung eines gekennzeichncten Resistbiides durch Auflamuiieien — gegebenenfalis 
nach Abxiehen der cntfernbaren Deckfolie — der durch Strahlung polymerisicrbaren Schicht eines Auf- 
zeichmmgsmateriata nach Anspruch 5 auf ein Substrat, Wldm^Oige Belichtung der ubertragenen Schicht 7 
Abziehen des polymcrcn Schichttriigers und Entfernen der unbelichteten Stellen mit einer Auswaschlosung, 
dadurch gekennzeichnet^daB die bildmaBige Belichtung 

3) hinter einer ersten, die Information fUr die Kennzeichnung enthaltenden Vorlage rolt sichtbarem 
und/odcr infrarotem licht, vorzugsweise unter Sauerstoffzutritt, und anschlieBend 
b) hinter einer zwetten, die Information far das Schakungsmuster enthaitenden Vorlage mit UV-Strah- 
lung, vorzugsweise unter Sauerstoff ausschhifi erfolgt- 
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